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細胞機能の解析への応用において単一細胞操作技術は重要な要素技術とされている．我々はこれ

までにマイクロピラーアレイ構造のマイクロ囲いで微生物の単一細胞分離及びサイズ分離を実現してい

る[1, 2]．この単一細胞分離構造に加えてケーラー照明とマイクロ凹面鏡を利用した細胞捕獲機能も加

えることができればその応用範囲が拡がるものと考えている．前回は XeF2 気相エッチングにより Si

基板にマイクロ凹面鏡を製作して細胞の捕獲を試みたが，エッチングに起因する表面粗さが光の

散乱を生じさせていた[3, 4]．今回はスンプ法とレーザー描画を用いてセルロイド板にマイクロ

凹面鏡を製作したのでその集光特性について報告する． 

まず，レーザーリソグラフィーを使用してマイクロ凹面鏡の 3 次元構造をフォトレジストに

形成した．その後，Niメッキで金型を製作し，SUMP法でセルロイド板にパターンを転写した．

最後に，反射率を向上させるために Al 薄膜を蒸着により成膜した．図 1 に，前回製作した Si

マイクロ凹面鏡（a）および本研究で製作したセルロイドマイクロ凹面鏡（b）についてレーザ

ー光（波長 650 nm）で照明された凹面マイクロミラーの焦点像および強度プロファイルを示す．

本研究で用いた製作方法で得られた凹面マイクロミラーの焦点像では，XeF2気相エッチングに

より製作された Si マイクロ凹面鏡の表面粗さ

による散乱が低減されている． この方法は Ni

モールドを机上で繰り返しセルロイド板に転写して

製作可能であるため，現場で製作可能な研究ツー

ルとして今後の応用が期待できる． 
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Fig. 1 Focal image and intensity profile 

using a 650 nm LD. (a) Si based 

micromirror fabricated by XeF2 vapor 

etching, (b) celluloid based micromirror 

fabricated by laser lithography and SUMP 

method. 
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